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Abstract (en)
[origin: US4511411A] A component of titanium or alloys thereof is placed in an autoclave. Nitrogen gas or ammonia is pumped into the autoclave.
The chemically untreated component is exposed in the autoclave for three hours to a pressure of 900 bar and a temperature of 1000 DEG C. The
TiN layer thus formed in the surface- and subsurface-zone of the component has a Vickers hardness of 800 0.05 g/sq.mm. with a thickness of 20
microns. With this economical method, an increase in surface hardness from Vickers hardness 0.05=450 with prior art methods to Vickers hardness
0.05=800 is achieved.

Abstract (de)
Der Bauteil aus Titan oder seinen Legierungen wird in einen Autoklav versetzt. In den Autoklav wird Stickstoffgas oder Ammoniak gepumpt. Der
chemisch unbehandelte Bauteil wird in dem Autoklav wahrend drei Stunden einem Druck von 900 bar und einer Hitze von 1000°C ausgesetzt. Die
so in der Randzone des Bauteiles gebildete TiN-Schicht hat eine Harte von HV 0.05 bei einer Dicke von 20p. In diesem kostenglnstigen Verfahren
wird eine Oberflachenhartesteigerung von HV 0.5 = 450 der bekannten Verfahren auf HV 0.5 = 800 erreicht.
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